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2° SEMESTRE DE 2025

FI1204 - Topicos da Fisica da Matéria Condensada |

Turma A

Horario
Segunda — 16h as 18h na sala IF14
Quarta — 16h as 18h na sala IF14

Créditos
4

Docente
Mario Antonio Bica de Moraes

Pré-Requisitos
Ndo ha.

Ementa

Deposicao de filmes por evaporagdo térmica. Evaporacdao e efusdo. Deposicdo por sputtering.
Fundamentos do efeito de sputtering. Plasmas dc e rf. Sputtering reativo. Deposi¢ao por plasmas de
compostos quimicos. Condensacao, nucleagao e crescimento de filmes. Crescimento epitaxial. Tecnologia
de vacuo aplicada a deposicdao de materiais. Propriedades 6pticas, elétricas, mecanicas e magnéticas de
filmes metalicos, de ligas, de compostos e de semicondutores e técnicas experimentais para seu estudo.
Experimentos sobre deposicao de filmes metalicos e dielétricos e suas caracterizagdes: por espectroscopia
de féto-elétrons (composicdo elementar e quimica); por perfilometria e microscopias de forca atdmica e
eletronica (morfologia superficial e de volume); por espectroscopia ultravioleta visivel (constantes
Opticas). Estudo experimental de plasmas de deposicdo por espectroscopia éptica de emissao (relacdo
entre as espécies quimicas identificadas no plasma e a composicao do filme).

Objetivos

Uma parte significativa da atividade cientifica e tecnoldgica atual é voltada para materiais na forma de
filmes finos. Esta é a principal motivacdo para o oferecimento desta disciplina que se propde a transmitir
aos alunos conhecimentos introdutdrios sobre as diversas teorias e técnicas envolvidas na investigacdo
de filmes finos e suas aplicacGes.
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Programa

A disciplina serd aplicada em aulas expositivas, em experimentos demonstrativos e experimentos
realizados pelos alunos. Relatérios desses experimentos serdo exigidos.
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Critério de Avaliagao

A aprovacado na disciplina implica na nota final, NF > 5, calculada segundo o critério abaixo.
M = (P1 + P2)/2, sendo P1 e P2 as notas das duas provas aplicadas durante o semestre.

Se M =5, NF=M.

Se M < 5, a nota final sera

NF = (M + E)/2, onde E é a nota do exame final.



